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= (54) Title: METHOD FOR PRODUCING A CALIBRATION WAFER 

§ (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES KALIBRATIONSWAFERS 
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(57XJibstrnett The aim of the invention 
is to provide a calibration wafer, 
which in a simple and cost-effective 
manner can exhibit a predetermined 
optical characteristic, in particular a 
predetermined emissivity that corresponds 
to the emissivity of the wafers to be 
processed and which does not pose 
any risk of metallic contamination of 
the installation. This is achieved by a 
method for producing a calibration wafer, 
which exhibits at least one predetermined 
optical characteristic, in particular a 
predetermined emissivity, said method 
comprising the following steps: provision 
of a wafer consisting of a semiconductor 
material; processing of the wafer material 
in order to obtain the predetermined 
optical characteristic by doping with 
foreign atoms and/or by creating lattice 
defects. 



(57) Zusanxmenfassung: Um einen 
Kalibrationswafer vorzusehen, der auf 
einfache und kostengiinstige Art und 
Weise eine vorbestimmte optische Eigen- 
schaft, insbesondere eine vorbestimmte 
Emissivitat aufweist, die an die Emissivitat 
tatsachlich zu behandelnder Wafer 

angepasst ist und bei denen das Risiko einer metallischen Kontamination der Anlage nicht besteht, sieht die vorliegende Erfindung 
ein Verfahren zum Herstellen eines Kalibrationswafers, der wenigstens eine vorbestimmte optische Eigenschaft, insbesondere eine 
vorbestimmte Emissivitat, aufweist, mit folgenden Verfahrensschritten auf: Vorsehen eines Wafers aus einem Halbleitermaterial; 
und Bearbeiten des Volumenmaterials des Wafers zum Einstellen der vorbestimmten optischen Eigenschaft durch eine Dotierung 
mit Fremdatomen und/oder eine Erzeugung von Gitterdefekten. 
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